6. 高圧誘起金属化過程のX線構造解析(修士論文アブストラクト(1982年)) by 北村, 和成
Title6. 高圧誘起金属化過程のX線構造解析(修士論文アブストラクト(1982年))
Author(s)北村, 和成





























定 光 信 介
拡散の機構ですら空孔型か格子間型かの論争が続いている｡近年集積回路の高密度化に伴い,
Siの格子欠陥の研究はさらに重要になっている.本研究は超高圧電子顕微鏡下でSjL単結晶
を加速電圧2MV,照射強度 1019-1020e/cI讃.S,温度-100-600℃ の種々の条件で電子
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